










































专利名称(译) 图案掩模，使用其制造的发光单元，使用其制造的显示装置和使用其制造显示装置的方法
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摘要(译)

显示装置包括发光单元。发光单元包括第一电极，堤，有机发光层和第
二电极。第一电极形成在基板上。第一电极从电路单元接收第一驱动信
号。堤岸围绕第一电极的侧面并且具有形成在堤岸的上表面上的接收部
分。有机发光层形成在第一电极上。第二电极形成在有机发光层上。第
二电极从电路单元接收第二驱动信号。因此，即使有机发光材料异常地
落到非预期位置，接收部分也防止有机发光材料流入相邻的空腔，从而
提高产量并提高生产率。
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